
Die SyrDos™ CKP 90 bar kombiniert zwei leistungsstarke Pumpenmodule zu 

einem flexiblen Hochdruck-System. Erleben Sie kontinuierliche, pulsationsfreie 

Förderung bis 90 bar – ideal für die Mikroreaktionstechnik und Langzeitversuche. 

Optional kann ein Drucksensor direkt an die SyrDos angebunden werden, um den 

Hochpräzises Dosieren im Hochdruckbereich mit 
Förderraten von 0,31 µl/min bis 15,62 ml/min 

 » Hochdruck-Präzision bis 90 bar

 » Pulsationsfreier Tandem-Betrieb

 » Höchste Medienresistenz
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Einzel-ModusTandem-Modus

Über RS-232 oder eine analoge Schnittstelle lässt sich die Pumpe nahtlos in Ihre bestehende Laborsoftware oder per  

Gerätebaustein in unsere LabVision®-Software integrieren und automatisieren.

Druck zwischen Pumpe und Prozess während der Dosierung zu überwachen und einen maximalen  

Abschaltdruck zu definieren.
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Spritzen-
volumen

Prüfdruck 
[bar]

Nenndruck nach 
EN-61010-1 [bar]

Nenndruck nach 
2014/68/EU [bar]

Min. Förderrate 
[μl/min]

max. Förderrate 
[ml/min]

Auflösung 
[μl/min]

50 μl 90 45 62 0,31 0,31 0,06

100 μl 90 45 62 0,62 0,63 0,13

250 μl 90 45 62 1,56 1,56 0,31

500 μl 90 45 62 3,12 3,12 0,63

1,0 ml 90 45 62 6,25 6,25 1,25

2,5 ml 70 35 48 15,62 15,62 3,13

Typische Anwendungen
	» Mikroreaktionstechnik: Ideal für kontinuierliche Prozesse 

in anspruchsvollen Umgebungen.

	» Dosierung aggressiver oder korrosiver Medien in 

Hochdruckreaktoren.

	» Kontinuierliche Beschickung von Labor- und 

Technikumsreaktoren mit definierten Volumenströmen.

	» Präzises Mischen zweier Flüssigkeiten über die beiden 

Spritzenmodule.

Technische Daten
	» Spritzenvolumina: 50 µl bis 2,5 ml, medienberührende 

Teile aus Borosilikatglas, PEEK & PTFE

	» Ventile: Medienberührende Teile aus Keramik, 

Anschluss 10-32 UNF, Prüfdruck 90 bar

	» Totraumarmer Drucksensor (optional): 
Medienberührende Teile aus PEEK, PFA & FFKM,  

Anschluss G1/2”, Messbereich 0–100 bar

	» Gerät: Schutzart IP20, Abmessungen (B x H x T) 

223 x 270 x 180 mm, Gewicht ca. 10 kg

Finden Sie die richtige Spritze für Ihre Anwendung
Der maximale Förderdruck ist abhängig von der maximalen Förderkraft der Pumpenmodule, des Spritzenvolumens und dem 

Prüfdruck des verwendeten Ventils.

Ihre Vorteile auf einen Blick
	» Präzise Hochdruck-Dosierung bis 90 bar bei hoher 

chemischer Beständigkeit: Sicher und reproduzierbar.

	» Nahezu pulsationsfreier Tandem-Betrieb: Ideal für 

kontinuierliche Prozesse und stabile Flussprofile.

	» Höchste Medienresistenz durch Borosilikatglas, PTFE/
PCTFE, PEEK und Keramik (Al2O3 ): Auch für aggressive 

oder korrosive Medien geeignet.

	» Breites Förderspektrum von 0,31 µl/min bis 
15,62 ml/min je nach Spritzentyp: Passend für Mikro-

Applikationen bis hin zu höheren Volumenströmen.

	» Plug&Play-Automatisierung über RS-232, analoge 
Schnittstellen (4–20 mA / 0–5 V) und direkte 
LabVision®-Integration: Erleichtert die Einbindung in 

bestehende Steuerungen.

	» Optionaler Drucksensor mit Grenzwertabschaltung: 
Schützt Anlagen und Geräte vor Überdruck.

https://www.hitec-zang.de/kontakt/?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=syrdos-ckp-90bar
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